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第 2 章では. VAD 法の特徴と石英系光ファイバの基本特性を述べ，高品質すなわち低損失で広帯域
な光ファイパ実現のために検討すべき研究内容を明らかにしている。
第 3 章では.VAD 法の基本になるハロゲン化合物の火炎加水分解反応を，関連する反応形態，すな
わち熱酸化反応と加水熱酸化反応と比較し，定量化をしている。とくに光ファイパ原料の SiCI 4• Ge 




第 4 章では . VAD法における屈折率分布形成機構を解明するために，火炎内で生成される酸化物微























水熱酸化反応形態を調べ， GeCI. →Ge0 2 の反応、が SiCI. → Si0 2 の反応にくらべて特異的であるこ
とと，酸化反応における H20 ， H2> Cl 2 の添加効果を実験的に明らかにしている。
(2) 火炎中での微粒子生成条件として 火炎温度における生成酸化物の飽和蒸気圧の問題が重要な役
割をしていることを明らかにしている。








(7) 屈折率分布制御技術，脱水処理技術を確立することにより，波長1.3μm で印刷， 1.55μm で、 116凶
の長さにわたり無中継で光信号伝送が行なわれるような光ファイパを製作し 本研究の成果により
門in『U
A吐
VAD 法による高品質光ファイバ製作技術の実用化に成功している。
以上のように，本論文はVAD 法による高品質光ファイパ製作技術の基礎資料を提供し，かつ実際
に製作したものの特性を示したもので，今後大きく発展すると予測される光情報処理や光通信の分野
などで要求される高品質光ファイパの量産技術の目途を与えたものである。よって光電子工学に寄与
するところ大で，博士論文として価値あるものと認める。
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